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(1)溶媒に誘起された構造変化、 (2)encounter collision に際してion radicalの生成と exciplex の生成
が同時に起る。と考えられていたが、本研究では、 ion radicalの生成・消滅過程を直接的に種々の溶
媒中で観測することによって(2)の考え方の妥当性を明らかにした。また、 ion radical の生成は大部分、
exciplex の生成以前に速い過程で起り、 exciplex 状態を経る ion radicalの生成はごくわづかであるこ
とを初めて明らかにしたO これは有機化合物の光反応初期過程の解明に対する重要な貢献である。次
に exciplex系の問題に関連して、ピニルカルパゾールの光電荷移動重合反応初期過程について調べ、
励起一重項ピニルカルバゾールと電子受容体の encounter collision に際して ion radical が生成する
ことをはじめて明確に示した。以上の結果は学位論文としての価値あるものと判断する。
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